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上海光机所在探索光学记忆效应的本质及其应用方面取得进展

　　近期，上海光机所量子光学重点实验室与加州理工学院教授汪立宏合作，揭示了光学记忆效应本质就是空间平移不变性，从微观过程描述了不同散射成分对

记忆效应的贡献。相关论文发表在[Photonics Research 7, 1323 (2019)]。

　　透过散射介质成像是从生物医学到大气光学广泛研究的课题，而散斑自相关成像因其简单、快速、无损等特性而备受关注。散斑自相关成像的前提是光学记

忆效应，记忆效应的范围决定了成像的视场。扩大成像视场是散斑自相关成像亟待解决的问题。

　　该研究中，研究人员首先从光经过随机相位屏和光阑传播的对比中发现散斑平移不变性，即记忆效应实际上是高阶的空间平移不变性。进而建立双层随机相

位屏模型，推导得出记忆效应范围更为准确的公式，通过空间功率谱把体散射介质和随机相位屏联系起来，定量描述了散射系数、散射次数、介质厚度、各项异

性因子对记忆效应范围的影响，并从微观分析了不同散射成分的记忆效应范围。

　　该项研究提供了有关记忆效应的全新物理图像，并基于此图像构建了新型散射介质模型，可以模拟光在散射介质中的相干传播，为扩大散斑自相关成像视场

提供了理论基础，也为透过散射介质光学成像提供了有力工具。

    原文链接

图1 激光经过光阑和随机相位屏的对比
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图2 双层屏模型对比

图3 模拟和实验结果
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